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Beschreibung
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Die Erfindung betrifft einen Aufzeichnungstra-

ger mit einer mehrfarbigen Feinstruktur gemdss
dem Oberbegriff des Anspruchs 1.

In der US-A Nr. 3727233 ist eine Methode zur
Aufzeichnung eines mehrfarbigen Bildes be-
schrieben, bei der auf einem Schichttrager aus
Glas eine Metallschicht hoher Reflektivitat und
darauf eine organische Polymerschicht aufge-
bracht werden. Die Polymerschicht wird mittels
ein abzubildendes Objekt durchdringender Elek-
tronenstrahlen belichtet sowie anschliessend ent-
wickelt und besitzt danach durch Polymerisation
eine Struktur entsprechend der Bestrahlungsin-
tensitdt der Elektronenstrahlen. Anschliessend
wird auf die strukturierte organische Polymer-
schicht eine weitere Metallschicht hoher Reflekti-
vitdt aufgebracht, so dass sich infolge Interferenz
ein mehrfarbiges Bild bei natiirlichem Licht ergibt.
Als nachteilig erweist es sich, dass die (iber den
gesamten Schichttrdger mit gleicher Schichtdicke
aufgebrachten Metallschichten keine unter-
schiedlichen Sattigungen der einzelnen Farbténe
des Bildes erlauben. Die strukturierte Interferenz-
schicht in Form der organischen Polymerschicht
I&sst wegen ihrer erheblichen Warmeempfindlich-
keit eine starke Riickvergrosserung des mehrfarbi-
gen Bildes wegen der damit verbundenen hohen
Beleuchtungsstérken nicht zu; durch die man-
gelnde Lichtechtheit und Schrumpfung der orga-
nischen inteferenzschicht im Laufe der Zeit kon-
nen zudem Farbveranderungen auftreten.

Aus der DE-A Nr. 2658623 ist ein Aufzeich-
nungstrager mit einer Aufzeichnung hoher Infor-
mationsdichte, insbesondere mit einem mehrfarbi-
gen Mikrobild bekannt, bei dem auf einem
Schichttrager wenigstens zwei Interferenzfilter fir
zwei unterschiedliche Farbtone vorgesehen sind.
Jedes Interferenzfilter besteht aus einer unstruktu-
rierten anorganischen absorptionsfreien Interfe-
renzschicht, die sich mit gleicher Schichtdicke
uber den gesamten Schichttrager erstreckt und auf
jeder Seite durch wenigstens eine die Struktur der
Aufzeichnung bildende anorganische spiegelnde
Schicht begrenzt ist. In einer weiteren Ausbildung
ist die unstrukturierte Interferenzschicht auf jeder
Seite durch wenigstens eine strukturierte hoch-
brechende absorptionsfreie Schicht begrenzt, wo-
bei sich zwischen je zwei hochbrechenden
Schichten eine unstrukturierte niedrigbrechende
absorptionsfreie Schicht befindet. Da sich zwi-
schen den die Struktur bildenden spiegelnden
Schichten die unstrukturierte Interferenzschicht
bzw. zwischen den die Struktur biidenden hoch-
brechenden Schichten die unstrukturierte Interfe-
renzschicht und die unstrukturierten niedrigbre-
chenden Schichten befinden, die sich ebenfalls
mit gleicher Schichtdicke iiber den gesamten
Schichttrager erstrecken, sind fiir jeden Farbton
eine Reihe von Strukturierungsschritten erforder-
lich, bei denen aber die Mehrfachjustierung der
betreffenden Belichtungsmaske grosste Justier-
genauigkeit erfordert und ausserdem zeitaufwen-
dig ist.
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Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, bei
einem Aufzeichnungstrager der oben genannten
Gattung die Anzahl der Verfahrensschritte zu redu-
zieren, Justierungsprobleme zu vermeiden und die
optische Gite der Feinstruktur zu verbessern.

Diese Aufgabe wird erfindungsgemass im we-
sentlichen durch die kennzeichnenden Merkmale
des Anspruchs 1 gelst.

Die mit der Erfindung erzielten Vorteile bestehen
insbesondere darin, dass bei der Herstellung eines
solchen Aufzeichnungstragers der Zeit- und Ko-
stenfaktor sowie die Ausschussrate erheblich ge-
senkt und eine bessere Farbtonreinheit und Farb-
tonsattigung erzielt werden.

Vorteilhafte Ausgestaltungen sowie Verfahren
zur Herstellung derartiger Aufzeichnungstrager
entnimmt man den Unteranspriichen.

Ausfihrungsbeispiele der Erfindung sind in der
Zeichnung dargestellt und werden im folgenden
naher erlutert. Es zeigen:

Fig. 1a bis 1c Aufzeichnungstrager mit metali-
dieleketrischen Interferenzfiltern,

Fig. 2a, 2b Aufzeichnungstrdger mit reindielek-
trischen Interferenzfiltern,

Fig. 3a, 3b Aufzeichnungstréger mit Halbfiltern,

Fig. 4a bis 4d Aufzeichnungstrager mit induzier-
ten Transmissionsfiltern,

Fig. ba, bb Aufzeichnungstrager mit Kantenfil-
tern (Reflektoren) und

Fig. 6a, 6b Aufzeichnungstrager mit Kantenfil-
tern und metalldielektrischen Filtern.

In Fig. 1a bis 1c sind Aufzeichnungstrager mit
metalldielektrischen Interferenzfiltern in Form von
Schichtpaketen 1,, 12, 1, fiir einen ersten Farbton
und von Schichtpaketen 2,, 2., 2; fiir einen zwei-
ten Farbton dargestellt.

Zur Erzeugung des ersten Farbtons wird gemass
Fig. 1a auf einem Schichttrager 3, in nicht gezeig-
ter Weise ganzfldchig eine erste Photolackschicht
aufgebracht und mittels einer ersten Belichtungs-
maske belichtet. Nach dem Entwickeln der ersten
Photolackschicht werden auf dem Schichttrager
3, ganzflachig eine Metallschicht 44, eine anorga-
nische absorptionsfreie Interferenzschicht 5; ge-
mass dem ersten Farbton und eine Metallschicht
6, aufgebracht. Die verbliebene erste Photolack-
schicht mitsamt den dar{iber befindlichen Schich-
ten 4,-6, wird sodann entfernt, so dass das
Schichtpaket 1, auf dem Schichttrédger 3, ver-
bleibt. Zur Erzeugung des zweiten Farbtons wird
auf dem Schichttrager 3, ganzflachig eine zweite
Photolackschicht aufgebracht und mittels einer
zweiten Belichtungsmaske belichtet. Nach dem
Entwickeln der zweiten Photolackschicht werden
auf dem Schichttrager 3, ganzflachig eine Metall-
schicht 74, eine anorganische absorptionsfreie In-
terferenzschicht 8, gemass dem zweiten Farbton
und eine Metallschicht 9, aufgebracht. Die ver-
bliebene zweite Photolackschicht mitsamt den
dariiber befindlichen Schichten 7,-9, wird so-
dann entfernt, so dass neben dem Schichtpaket 1,
das Schichtpaket 2, auf dem Schichttrager 3, ver-
bleibt.

In einer anderen Ausbildung dieses Aufzeich-
nungstrédgers werden nach Fig. 1b auf einem
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Schichttrager 3, ganzflachig eine Metallschicht
4, und darlber zur Erzeugung des ersten Farbtons
eine erste Photolackschicht aufgebracht. Nach
dem Belichten der ersten Photolackschicht mittels
der ersten Belichtungsmaske und dem Entwickeln
der ersten Photolackschicht werden auf der Me-
tallschicht 4, ganzfldchig eine anorganische ab-
sorptionsfreie Interferenzschicht 5, gemass dem
ersten Farbton und eine Metalischicht 6, aufge-
bracht. Die verbliebene erste Photolackschicht
mitsamt den dariber befindlichen Schichten 5.,
6. wird sodann entfernt, so dass das Schichtpaket
12 auf dem Schichttrager 3, verbleibt. Zur Erzeu-
gung der zweiten Farbtons wird auf der Metali-
schicht 4, ganzflachig eine zweite Photolack-
schicht aufgebracht und mittels der zweiten Be-
lichtungsmaske belichet. Nach dem Entwickeln
der zweiten Photolackschicht werden auf der Me-
tallschicht 4, ganzflachig eine anorganische ab-
sorptionsfreie Interferenzschicht 8, gemass dem
zweiten Farbton und eine Metallschicht 9, aufge-
bracht. Die verbliebene zweite Photolackschicht
mitsamt den dartiber befindlichen Schichten 8.,
8. wird sodann entfernt, so dass neben dem
Schichtpaket 1, das Schichtpaket 2, auf dem
Schichttrager 3, verbleibt,

In einer weiteren Ausbildung dieses Aufzeich-
nungstragers werden nach Fig. 1c auf einem
Schichttrager 3; ganzflachig eine Metallschicht
4, und darlber zur Erzeugung des ersten Farbtons
eine anorganische absorptionsfreie Interferenz-
schicht 55 aufgebracht, die nachfolgend ganzfla-
chig mit einer ersten Photolackschicht bedeckt
wird. Nach dem Belichten der ersten Photolack-
schicht mittels der ersten Belichtungsmaske und
dem Entwickeln der ersten Photolackschicht wird
auf dem Schichttrager 35 ganzflachig eine Metall-
schicht 6, aufgebracht. Die verbliebene erste Pho-
tolackschicht mitsamt der dariber befindlichen
Metallschicht 6; wird sodann entfernt, so dass das
Schichtpaket 1; auf dem Schichttrager 3; ver-
bleibt. Zur Erzeugung des zweiten Farbtons wird
auf dem Schichttrager 35 ganzflachig eine zweite
Photolackschicht aufgebracht und mittels der
zweiten Belichtungsmaske belichtet. Nach den
Entwickeln der zweiten Photolackschicht werden
auf dem Schichttrager 3; ganzfléchig eine anorga-
nische absorptionsfreie Interferenzschicht 85 und
eine Metallschicht 95 aufgebracht. Die verbliebe-
ne zweite Photolackschicht mitsamt den dariiber
befindlichen Schichten 85, 9; wird sodann ent-
fernt, so dass neben dem Schichtpaket 1; das
Schichtpaket 2; auf dem Schichttrager 35 ver-
bleibt.

im Bereich des Schichtpakets 2, bilden die In-
terferenzschichten 53, 8, zusammen die Interfe-
renzschicht fir den zweiten Farbton. Bei dem
Schichtpaket 1, bilden die Schichten 4,, 5,, 64,
bei dem Schichtpaket 1. die Schichten 5., 62, bei
dem Schichtpaket 1; die Schicht 65, bei dem
Schichtpaket 2, die Schichten 7,, 84, 9, bei dem
Schichtpaket 2, die Schichten 8,, 9, und bei dem
Schichtpaket 25 die Schichten 83, 95 jeweils den
strukturbildenden Teil. Die Metallschichten 4, 6, 7,
9 sind teildurchlassige Schichten.
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In Fig. 2a, 2b sind Aufzeichnungstrager mitrein-
dielektrischen Interferenzfiltern in Form von
Schichtpaketen 11,, 11, fiir einen ersten Farbton
und von Schichtpaketen 12,, 12, fur einen zwei-
ten Farbton dargestellt.

Zur Erzeugung des ersten Farbtons wird gemass
Fig. 2a auf einem Schichttrager 13, in nicht ge-
zeigter Weise ganzflachig eine erste Photolack-
schicht aufgebracht und mittels einer ersten Be-
lichtungsmaske belichtet. Nach dem. Entwickeln
der ersten Photolackschicht werden auf dem
Schichttrager 13, ganzflachig eine hochbrechen-
de absorptionsfreie Schicht 14,, eine niedrigbre-
chende absorptionsfreie Schicht 15,, eine hoch-
brechende absorptionsfreie Schicht 16,, eine
anorganische absorptionsfreie Interferenzschicht
17, gemiss dem ersten Farbton, eine hochbre-
chende absorptionsfreie Schicht 18,, eine niedrig-
brechende absorptionsfreie Schicht 19, und eine
hochbrechende absorptionsfreie Schicht 20, auf-
gebracht. Die verbliebene erste Photolackschicht
mitsamt den darlber befindlichen Schichten 14, -
20, wird sodann entfernt, so dass das Schichtpa-
ket 11, auf dem Schichttrager 13, verbleibt. Zur
Erzeugung des zweiten Farbtons wird auf dem
Schichttrager 13, ganzflachig eine zweite Photo-
lackschicht aufgebracht und mittels einer zweiten
Belichtungsmaske belichtet. Nach dem Entwik-
keln der zweiten Photolackschicht werden auf
dem Schichttrdger 13, ganzflachig eine hochbre-
chende absorptionsfreie Schicht 21, eine niedrig-
brechende absorptionsfreie Schicht 22,, eine
hochbrechende absorptionsfreie Schicht 23,,
eine anorganische absorptionsfreie Interferenz-
schicht 24, gemass dem zweiten Farbton, eine
hochbrechende absorptionsfreie Schicht 25,, eine
niedrigbrechende absorptionsfreie Schicht 26,
und eine hochbrechende absorptionsfreie Schicht
27, aufgebracht. Die verbliebene zweite Photo-
lackschicht mitsamt den darliber befindlichen
Schichten 21,-27, wird sodann entfernt, so dass
neben dem Schichtpacket 11, das Schichtpaket
12, auf dem Schichttrager 13, verbleibt.

in einer anderen Ausbildung dieses Aufzeich-
nungstragers werden nach Fig. 2b auf einem
Schichttrager 13, ganzflachig eine hochbrechen-
de absorptionsfreie Schicht 14, eine niedrigbre-
chende absorptionsfreie Schicht 15, und eine
hochbrechende absorptionsfreie Schicht 16, so-
wie zur Erzeugung des ersten Farbtons darliber
eine erste Photolackschicht aufgebracht. Nach
dem Belichten der ersten Photolackschicht mittels
der ersten Belichtungsmaske und dem Entwickein
der ersten Photolackschicht werden auf der
Schicht 16, ganzflichig eine anorganische ab-
sorptionsfreie Interferenzschicht 17, gemédss dem
ersten Farbton, eine hochbrechende absorptions-
freie Schicht 18,, eine niedrigbrechende absorp-
tionsfreie Schicht 19. und eine hochbrechende
absorptionsfreie Schicht 20, aufgebracht. Die ver-
bliebene erste Phototackschicht mitsamt den dar-
tber befindlichen Schichten 17,-20, wird sodann
entfernt, so dass das Schichtpaket 11, auf dem
Schichttrager 13, verbleibt. Zur Erzeugung des
zweiten Farbtons wird auf der Schicht 16, ganz-
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flachig eine zweite Photolackschicht aufgebracht
und mittels der zweiten Belichtungsmaske be-
lichtet. Nach dem Entwickeln der zweiten Photo-

" lackschicht werden auf der Schicht 16, ganzfia-
chig eine Interferenzschicht 24, gemass dem
zweiten Farbton, eine hochbrechende absorp-
tionsfreie Schicht 25, eine niedrigbrechende ab-
sorptionsfreie Schicht 26, und eine hochbrechen-
de absorptionsfreie Schicht 27, aufgebracht. Die
verbliebene zweite Photolackschicht mitsamt den
dar(iber bedindlichen Schichten 24, - 27, wird so-
dann entfernt, so dass neben dem Schichtpaket
11, das Schichtpaket 12, auf dem Schichttrager
13 verbieibt.

Bei dem Schichtpaket 11, bilden die Schichten
14,-20,, bei dem Schichtpaket 11, die Schichten
17.-20,, bei dem Schichtpaket 12, die Schichten
21.-27, und bei dem Schichtpaket 12, die
Schichten 24,-27,, jeweils den strukturbildenden
Teil.

In Fig. 3a, 3b sind Aufzeichnungstrager mit
Halbfiltern in Form von Schichtpaketen 31,, 31,
fiir einen ersten Farbton und von Schichtpaketen
32,,32. fireinen zweiten Farbton dargestelit. Das
Schichtpaket 31, auf einem Schichttrdger 33, be-
steht aus einer hochbrechenden absorptionsfreien
Schicht 34,, einer niedrigbrechenden absorp-
tionsfreien Schicht 35,, einer hochbrechenden
absorptionsfreien Schicht 36,, einer anorgani-
schen absorptionsfreien Interferenzschicht 37,
gemass dem ersten Farbton und einer Metali-
schicht 38,; die Schichten 34,-38, bilden den
strukturbildenden Teil des Schichtpakets 31,. Das
Schichtpaket 32, auf dem Schichttrager 33, be-
steht aus einer hochbrechenden absorptionsfreien
Schicht 39,, einer niedrigbrechenen absorptions-
freien Schicht 40,, einer hochbrechenden absorp-
tionsfreien Schicht 41,, einer anorganischen ab-
sorptionsfreien Interferenzschicht 42, gemadss
dem zweiten Farbton und einer Metallschicht 43, ;
die Schichten 39,-43, bilden den strukturbilden-
den Teil des Schichtpakets 32,. Das Schichtpaket
31, auf einem Schichttrager 33, besteht aus einer
ganzflachigen hochbrechenden absorptionsfreien
Schicht 34, einer ganzflachigen niedrigbreche-
nen absorptionsfreien Schicht 35,, einer hochbre-
chenden absorptionsfreien Schicht 36., einer
anorganischen absorptionsfreien Interferenz-
schicht 37, gemass dem ersten Farbton und einer
Metallschicht 38,; die Schichten 36,-38., bilden
den strukturbildenden Teil des Schichtpakets 31,
wahrend die ganzflachigen Schichten 34,, 35,
nicht zur Strukturbildung beitragen. Das Schicht-
paket 32, auf dem Schichttrager 33, besteht aus
der ganzflachigen hochbrechenden absorptions-
freien Schicht 34, der ganzflachigen niedrigbre-
chenen absorptionsfreien Schicht 35,, einer
hochbrechenden absorptionsfreien Schicht 41,
einer anorganischen absorptionsfreien Interfe-
renzschicht 42, gemass dem zweiten Farbton und
einer Metallschicht 43;; die Schichten 41,-43.
bilden den strukturbildenden Teil des Schichtpa-
kets 32,, wahrend die ganzflachigen Schichten
34., 35, nicht zur Strukturbildung beitragen. Die
Aufzeichnungstrdger gemdss Fig. 3a, 3b werden
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auf photolithographischem Weg in der vorgehend
beschriebenen Weise erzeugt. Die Metallschich-
ten 38, 43 sind teildurchlassige Schichten.

In Fig. 4a bis 4d sind Aufzeichnungstrager mit
induzierten Transmissionsfiltern in Form von
Schichtpaketen 51,-51, fiir einen ersten Farbton
und von Schichtpaketen 52,-52, fir einen zwei-
ten Farbton dargestelit. Das Schichtpaket 51, auf
einem Schichttrager 53, besteht aus einer hoch-
brechenden absorptionsfreien Schicht 54,, einer
niedrigbrechenden absorptionsfreien Schicht 55,,
einer hochbrechenden absorptionsfreien Schicht
56, einer ersten anorganischen absorptionsfreien
Interferenzschicht 57, gemass dem ersten Farb-
ton, einer Metallschicht 58,, einer zweiten anor-
ganischen absorptionsfreien Interferenzschicht
59, gemdss dem ersten Farbton, einer hochbre-
chenden absorptionsfreien Schicht 60,, einer
niedrigbrechenden absorptionsfreien Schicht 61,
und einer hochbrechenden absorptionsfreien
Schicht 62,; die Schichten 54,-62, bilden den
strukturbildenden Teil des Schichtpakets 51,. Das
Schichtpaket 52, auf dem Schichttrager 53, be-
steht aus einer hochbrechenden absorptionsfreien
Schicht 63,, einer niedrigbrechenden absorp-
tionsfreien Schicht 64,, einer hochbrechenden
absorptionsfreien Schicht 65,, einer ersten anor-
ganischen absorptionsfreien Interferenzschicht
66, gemass dem zweiten Farbton, einer Metali-
schicht 67,, einer zweiten anorganischen absorp-
tionsfreien [nterferenzschicht 68, geméss dem
zweiten Farbton, einer hochbrechenden absorp-
tionsfreien Schicht 69,, einer niedrigbrechenden
absorptionsfreie Schicht 70, und einer hochbre-
chenden absorptionsfreien Schicht 71,; die
Schichten 63,-71, bilden den strukturbildenden
Teil des Schichtpakets 52,.

Das Schichtpaket 51, auf einem Schichttrager
53, besteht aus einer ganzflachigen hochbre-
chenden absorptionsfreien Schicht 54, einer
ganzflachigen niedrigbrechenden absorptions-
freien Schicht 55, einer ganzflachigen hochbre-
chenden absorptionsfreien Schicht 56,, einer er-
sten anorganischen absorptionsfreien Interferenz-
schicht 57, geméss dem ersten Farbton, einer Me-
tallschicht 58, einer zweiten anorganischen ab-
sorptionsfreien Interferenzschicht 59, gemass
dem ersten Farbton, einer hochbrechenden ab-
sorptionsfreien Schicht 60, einer niedrigbrechen-
den absorptionsfreien Schicht 61, und einer
hochbrechenden absorptionsfreien Schicht 62,;
die Schichten 57,-62,, bilden den strukturbilden-
den Teil des Schichtpakets 51,, wahrend die
ganzflachigen Schichten 54,-56, nicht zur Struk-
turbildung beitragen. Das Schichtpaket 52, auf
dem Schichttrdger 53, besteht aus der ganzflachi-
gen hochbrechenden absorptionsfreien Schicht
b54,, der ganzflachigen niedrigbrechenden ab-
sorptionsfreien Schicht 55,, der ganzflachigen
hochbrechenden absorptionsfreien Schicht 56,
einer ersten anorganischen absorptionsfreien In-
terferenzschicht 66, gemass dem zweiten Farb-
ton, einer Metallschicht 67, einer zweiten anor-
ganischen absorptionsfreien Interferenzschicht
68. gemass dem zweiten Farbton, einer hochbre-
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chenden absorptionsfreien Schicht 69,, einer
niedrigbrechenden absorptionsfreien Schicht 70,
und einer hochbrechenden absorptionsfreien
Schicht 71;; die Schichten 66,-71, bilden den
strukturbildenden Teil des Schichtpakets 52,
wihrend die ganzflachigen Schichten 54,-56,
nicht zur Strukturbildung beitragen. Die Aufzeich-
nungstrager gemass Fig. 4a, 4b werden auf photo-
lithographischem Weg in der vorgehend beschrie-
benen Weise erzeugt.

In einer anderen Ausbildung dieses Aufzeich-
nungstragers wird nach Fig. 4c zur Erzeugung des
ersten Farbtons auf einem Schichttrager 535, in
nicht gezeigter Weise ganzflachig eine erste Pho-
tolackschicht aufgebracht und mittels der ersten
Belichtungsmaske belichtet. Nach dem Entwik-
keln der ersten Photolackschicht werden auf dem
Schichttrager 535 ganzflachig eine hochbrechen-
de absorptionsfreie Schicht 545, eine niedrigbre-
chende absorptionsfreie Schicht 555, eine hoch-
brechende absorptionsfreie Schicht 565, eine erste
anorganische absorptionsfreie [nterferenzschicht
57; gemass dem ersten Farbton, eine Metall-
schicht 58; und eine zweite anorganische absorp-
tionsfreie Interferenzschicht 59; gemass dem er-
sten Farbton aufgebracht. Die verbliebene erste
Photolackschicht mitsamt den daruber befindli-
chen Schichten 54;-59; wird sodann entfernt. Zur
Erzeugung des zweiten Farbtons wird auf dem

Schichttrager 535 ganzflachig eine zweite Photo-

lackschicht aufgebracht und mittels der zweiten
Belichtungsmaske belichtet. Nach dem Entwik-
keln der zweiten Photolackschicht werden auf
dem Schichttridger 533 ganzflachig eine hochbre-
chende absorptionsfreie Schicht 63, eine niedrig-
brechende absorptionsfreie Schicht 645, eine
hochbrechende absorptionsfreie Schicht 655, eine
erste anorganische absorptionsfreie Interferenz-
schicht 66, gemass dem zweiten Farbton, eine
Metallschicht 67, und eine zweite anorganische
absorptionsfreie Interferenzschicht 68; gemdss
dem zweiten Farbton aufgebracht. Die verbliebene
zweite Photolackschicht mitsamt dem dariiber be-
findlichen Schichten 63;-68; wird sodann ent-
fernt. Auf dem Schichttrager 53; befinden sich so-
mit die strukturbilidenden Schichten 54;-59; des
Schichtpakets 51; fiir den ersten Farbton und die
strukturbildenden  Schichten 63;-68; des
Schichtpakets 52, fiir den zweiten Farbton. An-
schliessend werden auf dem Schichttriger 535
ganzflachig eine hochbrechende absorptionsfreie
Schicht 603, eine niedrigbrechende absorptions-
freie Schicht 61; und eine hochbrechende ab-
sorptionsfreie Schicht 62, aufgebracht. Die ganz-
flachigen Schichten 605-62; tragen nicht zur
Strukturbildung bei.

In einer weiteren Ausbildung dieses Aufzeich-
nungstragers wird nach Fig. 4d zur Erzeugung des
ersten Farbtons auf einem Schichttrdger 534 in
nicht gezeigter Weise ganzfidchig eine erste Pho-
tolackschicht aufgebracht und mittels der ersten
Belichtungsmaske belichtet. Nach dem Entwik-
keln der ersten Photolackschicht werden auf dem
Schichttrager 53, ganzflachig eine hochbrechen-
de absorptionsfreie Schicht 54, eine niedrigbre-

0081 055 8

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

chende absorptionsfreie Schicht 55, eine hoch-
brechende absorptionsfreie Schicht 56, und eine
erste anorganische absorptionsfreie Intetferenz-
schicht 57, gemdss dem ersten Farbton aufge-
bracht. Die verbliebene erste. Photolackschicht
mitsamt den dar(iber befindlichen Schichten 54,-
57, wird sodann entfernt. Zur Erzeugung des
zweiten Farbtons wird auf dem Schichttrager 53,
ganzflachig eine zweite Photolackschicht aufge-
bracht und mittels der zweiten Belichtungsmaske
belichtet. Nach dem Entwickeln der zweiten Pho-
tolackschicht werden auf dem Schichtirager 53,
ganzflachig eine hochbrechende absorptionsfreie
Schicht 63, eine niedrigbrechende absorptions-
freie Schicht 64,, eine hochbrechende absorp-
tionsfreie Schicht 65, und eine erste anorganische
absorptionsfreie Interferenzschicht 66, gemaéss
dem zweiten Farbton aufgebracht. Die verbliebene
zweite Photolackschicht mitsamt den dariber be-
findlichen Schichten 63,-66, wird sodann ent-
fernt. Auf dem Schichttrager 53, befinden sich so-
mit der erste Teil der strukturbildenden Schichten
B54,-57, des Schichtpakets 51, fiir den ersten
Farbton und der erste Teil der strukturbildenden
Schichten 63,-66, des Schichtpakets 52, fiir den
zweiten Farbton. Anschliessend werden auf dem
Schichttrager 53, ganzflachig eine Metallschicht
58,. die nicht zur Strukturbildung beitragt, und
dariiber zur Erzeugung des ersten Farbtons eine
dritte Photolackschicht aufgebracht, die mittels
der ersten Belichtungsmaske belichtet wird. Nach
dem Entwickeln der dritten Photolackschicht wer-
den auf der Metallschicht 58, ganzfiachig eine
zweite anorganische absorptionsfreie [nterferenz-
schicht 59, gemédss dem ersten Farbton, eine
hochbrechende absorptionsfreie Schicht 60, eine
niedrigbrechende absorptionsfreie Schicht 61,
und eine hochbrechende absorptionsfreie Schicht
62, aufgebracht. Die verbliebene dritte Photo-
lackschicht mitsamt den darlber befindlichen
Schichten 59,-62, wird sodann entfernt. Zur Er-
zeugung des zweiten Farbtons wird auf der Me-
tallschicht 58, anschliessend ganzflachig eine
vierte Photolackschicht aufgebracht und mittels
der zweiten Belichtungsmaske belichtet. Nach
dem Entwickein der vierten Photolackschicht wer-
den auf der Metallschicht 58, ganzflichig eine
zweite anorganische absorptionsfreie Interferenz-
schicht 68, gemass dem zweiten Farbton, eine
hochbrechende absorptionsfreie Schicht 69,, eine
niedrigbrechende absorptionsfreie Schicht 70,
und eine hochbrechende absorptionsfreie Schicht
71, aufgebracht. Die verbliebene vierte Photo-
lackschicht mitsamt den dartber befindlichen
Schichten 68.,-71, wird sodann entfernt. Auf der
Metalischicht 58, befinden sich somit der zweite
Teil der strukturbildenden Schichten 59,-62, des
Schichtpakets 51, fur den ersten Farbton und der
zweite Teil der strukturbildenden Schichten 68,-
71, des Schichtpakets 52, fir den zweiten Farb-
ton. Die Metallschichten 58, 67 sind teildurchlas-
sig Schichten.

In Fig. 5a, bb sind Aufzeichnungstrager mit Kan-
tenfiltern in Form von Schichtpaketen 81,, 81, fir
einen ersten Farbton und von Schichtpaketen 82,4,
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82, fur einen zweiten Farbton dargestellt. Das
Schichtpaket 81, auf einem Schichttrager 83,
nach Fig. 5a besteht aus zwei (ibereinanderliegen-
den Kantenfiltern 84,-88,; 89,-93,, die aus
hochbrechenden absorptionsfreien Schichten
84,, 86,, 88,; 89,, 91,, 93, bestehen, zwischen
denen sich niedrigbrechende absorptionsfreie
Schichten 85,, 87,; 90,, 92, befinden. Das
Schichtpaket 82, auf dem Schichttrager 83, be-
steht aus zwei (bereinanderliegenden Kantenfil-
tern 94,-98, ; 99,-103,, die aus hochbrechenden
absorptionsfreien Schichten 94,, 96,, 98,; 99,,
101,, 103, bestehen, zwischen denen sich nied-
rigbrechende absorptionsfreie Schichten 95,,
97,:100,,102, befinden. Die Schichten 84,-93,
der beiden Kantenfilter 84,-88,; 89,-93, bilden
den strukturbildenden Teil des Schichtpakets 81,
und die Schichten 94, -103, der beiden Kantenfil-
ter 94,-98,; 99,-103, den strukturbildenden Teil
des Schichtpakets 82,.

Das Schichtpaket 81, auf einem Schichttrager
832 nach Fig. 5b besteht aus zwei iibereinander-
liegenden Kantenfiltern 84.-88.; 89.-93,, von
denen das Kantenfilter 84,-88; aus ganzflachigen
hochbrechenden absorptionsfreien Schichten
84., 86, 88, zwischen denen sich ganzfladchige
niedrigbrechende absorptionsfreie Schichten 85_,
87, befinden, und das Kantenfilter 89,-93, aus
hochbrechenden absorptionsfreien Schichten
89., 91,, 93. bestehen, zwischen denen sich
niedrigbrechende absorptionsfreie Schichten 90,,
92, befinden; das Kantenfilter 90,-93;, bildet den
strukturbildenden Teil des Schichtpakets 81. Das
Schichtpaket 82, auf dem Schichttriger 83, be-
steht aus dem ganzflachigen Kantenfilter 84,-88.,
Giber dem sich ein Kantenfilter 99,-103, befindet,
das aus hochbrechenden absorptionsfreien
Schichten 99, 101, 103 besteht, zwischen de-
nen sich niedrigbrechende absorptionsfreie
Schichten 100, 102, befinden. Das Kantenfilter
99.-103. bildet den strukturbildenden Teil des
Schichtpakets 82;; das ganzflachige Kantenfilter
84,-88, tragt nicht zur Strukturbildung der
Schichtpakete 81,, 82, bei.

Beiden Filtern1, 2; 11, 12; 31, 32; 51, 52 wer-
den die ersten und zweiten Farbténe durch die op-
tischen Dicken der Interferenzschichten 5, 8; 17,
24;37,42;57, 59, 66, 68 und die Sattigung dieser
Farbtone durch das Reflexionsvermogen der Me-
tallschichten 4, 6, 7, 9; 38, 43; 58, 67 bzw. der
hochbrechenden Schichten 14, 16, 18, 20, 21, 23,
25, 27; 34, 36, 39, 41, 54, 56, 60, 62, 63, 65, 69,
71 und der niedrigbrechenden Schichten 15, 19,
22, 26; 35, 40; 55, 61, 64, 70 bestimmt.

Bei einem Kantenfilter (Reflektor) fallt der spek-
trale Bereich hoher Transmission Gber eine steile
Flanke zu einem spektralen Bereich niedriger
Transmission ab. Die optischen Schichtdicken der
hochbrechenden und niedrigbrechenden Schich-
ten eines Kantenfilters betragen A/4, wobei A die
grosste Wellenldnge der geringsten Transmission
des Kantenfilters bedeutet. Die Kantenfiiter 84, -
88,; 94,-98, nach Fig. ba mogen im spektralen
Bereich der zu erzeugenden beiden Farbtone eine
mit zunehmender Wellenlange ansteigende Flan-
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ke der Transmission und die Kantenfilter 89,-93,;
99,-103, in diesem Bereich eine abfaliende Flan-
ke der Transmission aufweisen; durch Uberlage-
rung der Kantenfilter 84,-88,; 94,-98, mit den
Kantenfiltern 89,-93,; 99,-103, wird ein Trans-
missionsmaximum fur die beiden gewiinschten
Farbtone erzielt.

Bei einem bestimmten Verhéltnis von Schicht-
dicke der (berlagerten Kantenfilter zum Durch-
messer der Feinstruktur kénnen jedoch Schwierig-
keiten bei der Entfernung der verbliebenen Photo-
lackschicht mitsamt den darauf befindlichen Kan-
tenfiltern auftreten. Es wird daher vorgeschlagen,
gemass Fig. 5b den unteren Kantenfilter 84,-88,
ganzflichig auszubilden und die iberlagerten
Kantenfilter 89.- 93,; 99.-103,, allein zu struktu-
rieren. Der ganzflichige Kantenfilter 84.-88,
muss in bestimmten Wellenldngenbereichen eine
moglichst hohe und konstante Transmission besit-
zen, was durch eine Variation der optischen
Schichtdicken der hochbrechenden und niedrig-
brechenden Schichten 84,-88, erreicht wird. Vor-
zugsweise unterscheiden sich dabei die optischen
Schichtdicken etwa im Bereich von +10% vom
Betrag A/4.

Derartige Schichtpakete kénnen auch aus einer
Kombination von Filtern 1, 2; 11, 12; 31, 32; 51,
b2; 81, 82 bestehen. In Fig. 6a, 6b sind Aufzeich-
nungstrager mit Kantenfiltern und Gberlagerten
metall-dielektrichen Interferenzfiltern in Form von
Schichtpaketen 1114, 111 fiir einen ersten Farb-
ton und von Schichtpaketen 112,, 112, fir einen
zweiten Farbton dargestellt. Das Schichtpaket
111, auf einem Schichttrager 113, nach Fig. 6a
besteht aus einem Kantenfilter 114,-118, mit
hochbrechenden absorptionsfreien Schichten
114,, 116,, 118,, zwischen denen sich niedrig-
brechende absorptionsfreie Schichten 115,, 117,
befinden, und aus einem metall-dielektrischen In-
terferenzfilter 119,-121, mit einer Interferenz-
schicht 120,, die auf beiden Seiten durch anorga-
nische spiegelnde Schichten 119,, 121, begrenzt
ist. Das Schichtpaket 112, auf dem Schichttrager
113, besteht aus einem Kantenfilter 122,-128,
mit hochbrechenden absorptionsfreien Schichten
122,, 124,, 126,, 128,, zwischen denen sich
niedrigbrechende absorptionsfreie  Schichten
123,,125,, 127, befinden, und aus einem metall-
dielektrischen Interferenzfilter 129,-131, mit ei-
ner Interferenzschicht 130,, die auf beiden Seiten
durch anorganische spiegelnde Schichten
129,,131, begrenzt ist. Die Schichten 114,-121,
bilden den strukturbildenden Teil des Schichtpa-
kets 111, und die Schichten 122,-131, den
strukturbildenden Teil des Schichtpakets 112,.

Das Schichtpaket 111, auf einem Schichttrager
1132 nach Fig. 6b besteht aus einem Kantenfiiter
114,-1182 mit ganzflichigen hochbrechenden
absorptionsfreien Schichten 114, 116, 118,
zwischen denen sich ganzflichige niedrigbre-
chende absorptionsfreie Schichten 115,, 117,
befinden, und aus einem metall-dielektrischen In-
terferenzfilter 119,-121, mit einer Interferenz-
schicht 120, die auf beiden Seiten durch anorga-
nische spiegeinde Schichten 119;-121 begrenzt
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ist; das metall-dielektrische Interferenzfilter 119,-
121, bildet den strukturbildenden Teil des

Schichtpakets 111,. Das Schichtpaket 112, auf
dem Schichttriager 113, besteht aus den ganzfla-
chigen Schichten 114,-118,, aus einer niedrig-
brechenden absorptionsfreien Schicht 127,, aus
einer hochbrechenden absorptionsfreien Schicht
128, und aus einem metalil-dielektrischen Interfe-
renzfifter 129,-131, mit einer Interferenzschicht
130,, die auf beiden Seiten durch anorganische
spiegelnde Schichten 129, 131, begrenzt ist; die
Schichten 127,, 128, und das metall-dielektri-
sche Interferenzfilter 129,-131; bilden den struk-
turbildenden Teil des Schichtpakets 112,.

Die anorganischen spiegelnden Schichten 4, 6,
7,9;38,43,58,67;119,121, 129, 131 bestehen
aus Ag, Cr, Au, Al oder aus einer Kombination die-
ser Materialien, die Interferenzschichten b, 8; 17,
24; 37, 42; 57, 59, 66, 68; 120, 130 aus MgfF,,
Si0a, Al2O3, Fe, 05 oder aus Mischungen dieser
Materialien, die hochbrechenden Schichten 14,
16, 18, 20, 21, 23, 25, 27; 34, 36, 39, 41; 54, 56,
60, 62, 63, 65, 69, 71; 84, 86, 88, 89, 91, 93, 94,
96, 98, 99, 101, 103; 114, 116, 118, 122, 124,
126, 128 aus TiO,, ZrO,, HfO,, Nd,O5 oder aus
Mischungen dieser Materialien und die niedrig-
brechenden Schichten 15, 19, 22, 26; 35, 40; 55,
61, 64, 70; 85, 87, 90, 92, 95, 97, 100, 102; 115,
117,123,125,127 aus MgF., Si0, Al,05, Fe,04
oder aus Mischungen dieser Materialien. Der
Schichttrager 3; 13; 33; 53; 83; 113 kann aus
durchsichtigem Material oder aus undurchsichti-
gem Material mit spiegeinder Oberfidche beste-
hen.

Die Schichtpakete 1, 2; 11, 12; 31, 32; 51, 52;
81, 82; 111, 112 und/oder strukturbildende Teile
dieser Schichtpakete 1, 2; 11, 12; 31, 32; 51, 52;
81, 82; 111, 112 werden bevorzugt auf photo-
lithographischem Wege nacheinander — und zwar
in der Reihenfolge der Farbtone der Feinstruktur —
ortlich voneinander getrennt auf dem Schichttra-
ger 3; 13; 33; 53; 83; 113 aufgebracht. Neben
dem vorgehend beschriebenen photolithographi-
schen Verfahren kénnen die Schichtpakete und/
oder die strukturbildenden Teile dieser Schichtpa-
kete auf photolithographischem Wege mittels nas-
schemischer Atzverfahren oder physikalischer
Atzverfahren wie lonenstrahidtzen, Sputterdtzen,
Plasmaatzen oder reaktives lonenétzen auf dem
Schichttrdger erzeugt werden. Des weiteren kon-
nen die Schichtpakete und/oder die strukturbil-
denden Teile dieser Schichtpakete mittels jeweils
einer Bedampfungsmaske oder mittels eines ge-
steuerten Teilchenstrahls (Elektronenstrahl, lo-
nenstrahl etc.) hergestellt werden.

Auf einem Schichttrager kénnen auf einem Teil
Schichtpakete mit teilweise ganzflachigen
Schichten und auf einem anderen Teil Schichtpa-
kete ohne ganzflachige Schichten — auch mit un-
terschiedlichen Herstellungsverfahren — erzeugt
werden. Zwischen aneinandergrenzenden unter-
schiedlichen Schichtpaketen, die nacheinander
erzeugt worden sind, ist ein Grenzbereich defi-
niert, der eine ortliche Trennung dieser Schichtpa-
kete darstellt.
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kann beispielsweise durch Aufdampfen, Sputtern,
lonenplattieren und Ausscheiden aus der Dampf-
phase erfolgen.

Die erfindungsgemassen Aufzeichnungstrager
weisen insbesondere den Vorteil einer verbesser-
ten Farbtonreinheit und Farbtonsattigung sowie
einer Verminderung des Ausschusses auf.

Der vorgeschlagene Aufzeichnungstrager findet
bevorzugt Verwendung zur Aufzeichhung mehr-
farbiger Mikrolandkarten.

Patentanspriiche

1. Aufzeichnungstrager mit einer mehrfarbigen
Feinstruktur (Muster), insbesondere in Form einer
Mikrolandkarte, mit wenigstens zwei optisch
wirksamen, strukturbildenden Schichtpaketen fur
wenigstens zwei unterschiedliche Farbténe auf ei-
nem Schichttrager, dadurch gekennzeichnet, dass
die Schichtpakete (1,2;11,12;31,32;51,52; 81,
82:111,112) jeweils aus wenigstens einem Inter-
ferenzfilter mit wenigsten einer strukturbildenden
Abstandsschicht und/oder aus wenigstens einem

‘Kantenfilter (Reflektor) bestehen und dass die

Schichtpakete (1,2;11,12;31,32;51,52,81,82;
111, 112) und/oder strukturbildende Teile dieser
Schichtpakete (1,2;11,12;31,32;51,52,81,82;
111, 112) nacheinander—und zwar in der Reihen-
folge der Farbténe der Feinstruktur — ortlich von-
einander getrennt auf dem Schichttrdger (3; 13;
33; 53; 83; 113) aufgebracht sind.

2. Aufzeichnungstrager nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass das Schichtpaket (81,
82) durch wenigstens ein Kantenfilter (Reflektor)
gebildet ist.

3. Aufzeichnungstrdger nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass das Schichtpaket (11,
12) durch wenigstens ein rein-dielektrisches In-
terferenzfiiter gebildet ist.

4, Aufzeichnungstrager nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass das Schichtpaket (31,
32) durch wenigstens ein Halbfiiter gebildet ist.

5. Aufzeichnungstrdger nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass das Schichtpaket (51,
52) durch wenigstens ein induziertes Transmis-
sionsfilter gebildet ist.

6. Aufzeichnungstrager nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass das Schichtpaket (1,
2) durch wenigstens ein metall-dielektrisches In-
terferenzfilter gebildet ist.

7. Aufzeichnungstridger nach den Anspriichen
1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass das
Schichtpaket (111, 112) aus einer Kombination
von Einzelpaketen in Form von (bereinander an-
geordneten, unterschiedlichen Filtern besteht.

8. Aufzeichnungstrdger nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass das Schichtpaket (1,
2;11,12; 31, 32; 51, 52; 81, 82; 111, 112) aus
wenigstens einer im Gesamtbereich des Schicht-
tragers (3; 13; 33; 53; 83; 113) ganzfiadchig auf-
gebrachten Schicht und aus wenigstens einer ge-
mass der Aufzeichnung strukturierten Schicht be-
steht.
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9. Aufzeichnungstrdger nach Anspruch 8, da-
durch gekennzeichnet, dass der sich ganzflachig
uiber den Schichttréger (3; 13; 33; 53; 83; 113)
erstreckende nicht strukturbildende Teil der
Schichtpakete (1,2;11,12;31,32;51,52; 81, 82;
111, 112) aus wenigstens einem Filter und/oder
aus einem Teil eines Filters besteht.

10. Aufzeichnungstrager nach Anspruch 6, da-
durch gekennzeichnet, dass das metali-dielektri-
sche Interferenzfilter (1, 2) aus einer anorgani-
schen absorptionsfreien Interferenzschicht (5, 8)
besteht, die auf jeder Seite durch wenigstens eine
anorganische spiegelnde Schicht (4, 6, 7, 9) be-
grenzt ist.

11. Aufzeichnungstrager nach Anspruch 3, da-
durch gekennzeichnet, dass das rein-dielektrische
Interferenzfilter (11, 12) aus einer anorganischen
absorptionsfreien Interferenzschicht (17, 24) be-
steht, die auf jeder Seite durch wenigstens eine
hochbrechende absorptionsfreie Schicht (14, 16,
18, 20, 21, 23, 25, 27) begrenzt ist, wobei sich
zwischen je zwei hochbrechenden Schichten (14,
16, 18, 20, 21, 23, 25, 27) eine niedrigbrechende
absorptionsfreie Schicht (15, 19, 22, 26) befindet.

12. Aufzeichnungstrdger nach Anspruch 4, da-
durch gekennzeichnet, dass das Halbfilter (31, 32)
aus einer anorganischen absorptionsfreien Inter-
ferenzschicht (37, 42) besteht, die auf einer Seite
von wenigstens einer anorganischen spiegeinden
Schicht (38, 43) und auf der anderen Seite durch
wenigstens eine hochbrechende absorptionsfreie
Schicht (34, 36, 39, 41) begrenzt ist, wobei sich
zwischen je zwei hochbrechenden Schichten (34,
36, 39, 41) eine niedrigbrechende absorptions-
freie Schicht (35, 40) befindet.

13. Aufzeichnungstrager nach Anspruch 5, da-
durch gekennzeichnet, dass das induzierte Trans-
missionsfilter (51, 52) auszwei anorganischen ab-
sorptionsfreien Interferenzschichten (57, 59, 66,
68) besteht, zwischen denen sich wenigstens eine
anorganische spiegelnde Schicht (58, 67) befin-
det und die jeweils auf der anderen Seite durch
wenigstens eine hochbrechende absorptionsfreie
Schicht (54, 56, 60, 62, 63, 65, 69, 71) begrenzt
ist, wobei sich zwischen je zwei hochbrechenden
Schichten (54, b6, 60, 62, 63, 65, 69, 71) eine
niedrigbrechende absorptionsfreie Schicht (55,
61, 64, 70) befindet.

14. Aufzeichnungstrager nach Anspruch 2, da-
durch gekennzeichnet, dass das Kantenfilter (81,
82) aus wenigstens einer hochbrechenden ab-
sorptionsfreien Schicht (84, 86, 88, 89, 91, 93, 94,
96, 98, 99, 101, 103) besteht, wobei sich zwi-
schen je zwei hochbrechenden Schichten (84, 86,
88, 89, 91, 93, 94, 96, 98, 99, 101, 103) eine nied-
rigbrechende absorptionsfreie Schicht (85, 87, 90,
92, 95, 97, 100, 102) befindet.

15. Aufzeichnungstrager nach Anspruch 2, da-
durch gekennzeichnet, dass die optischen
Schichtdicken der einzelnen Schichten der Kan-
tenfilter (81, 82) sich vom Betrag A/4 (A = grésse
Wellenldange der geringsten Transmission eines
Kantenfilters) unterscheiden.

16. Aufzeichnungstrager nach Anspruch 15,
dadurch gekennzeichnet, dass die optischen
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Schichtdicken der einzelnen Schichten der Kan-
tenfilter (81, 82) sich etwa im Bereich +10% vom
Betrag A/4 unterscheiden.

17. Aufzeichnungstrédger nach den Ansprichen
10, 12 und 13, dadurch gekennzeichnet, dass die
anorganischen spiegelnden Schichten (4, 6,7, 9;
38,43,58,67;119,121,129,131) aus Ag, Cr, Au,
Al oder aus einer Kombination dieser Materialien
bestehen.

18. Aufzeichnungstrager nach den Ansprichen
10 bis 13, dadurch gekennzeichnet, dass die Inter-
ferenzschicht (5, 8; 17, 24; 37, 42, 57,59, 66, 68;
120, 130) aus MgF,, Si0,, Ai;O;, Fe,0; oder aus
Mischungen dieser Materialien bestehen.

19. Aufzeichnungstrager nach den Anspriichen
11 bis 14, dadurch gekennzeichnet, dass die hoch-
brechenden Schichten (14, 16, 18, 20, 21, 23, 25,
27, 34, 36, 39, 41, 54, 56, 60, 62, 63, 65, 69, 71;
84, 86, 88, 89, 91, 93, 94, 96, 98, 99, 101, 103;
114, 116, 118, 122, 124, 126, 128) aus TiO,,
ZrQ,, HfO,, Nd,O; oder aus Mischungen dieser
Materialien und die niedrigbrechenden Schichten
(15,19, 22, 26; 35, 40; 55, 61, 64, 70; 85, 87, 90,
92,95,97,100,102;115,117,123,125,127) aus
MgF,, Si0,, Al 03, Fe, 05 oder aus Mischungen
dieser Materialien bestehen.

20. Aufzeichnungstrager nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass der Schichttrager (3;
13; 33; 53; 83; 113) aus einem durchsichtigen
Material oder aus einem undurchschtigen Material
mit spiegelnder Oberfldche besteht.

21. Verfahren zur Herstellung des Aufzeich-
nungstragers nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Schichtpakete (1,2;11,12; 31,
32;51,52; 81,82, 111, 112) und/oder struktur-
bildenden Teile dieser Schichtpakete (1,2;11,12;
31,32;51,52;81,82; 111, 112) auf photolitho-
graphischem Weg nacheinander auf dem Schicht-
trager (3; 13; 33; 53; 83; 113) erzeugt werden.

22, Verfahren zur Herstellung des Aufzeich-
nungstragers nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Schichtpakete (1,2;11,12; 31,
32;51,52;81,82; 111, 112) und/oder struktur-
bildenden Teile dieser Schichtpakete (1,2;11,12;
31, 32; 51, 52; 81, 82; 111, 112) mittels jeweils
einer Bedampfungsmaske nacheinander auf dem
Schichttrager (3; 13; 33; 53; 83; 113) erzeugt
werden.

23. Verfahren zur Herstellung des Aufzeich-
nungstragers nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Schichtpakete (1,2;11,12; 31,
32;51,52; 81,82;111, 112) und/oder struktur-
bildenden Teile dieser Schichtpakete (1,2;11,12;
31, 32; b1, 52; 81, 82; 111, 112) mittels eines
gesteuerten Teilchenstrahls nacheinander auf dem
Schichttrager (3; 13; 33; 53; 83; 113) erzeugt
werden.

24, Verfahren zur Herstellung des Aufzeich-
nungstragers nach Anspruch 21 durch sukzessive
Erzeugung der einzelnen Schichtpakete auf dem
Schichttrager, gekennzeichnet durch folgende
Verfahrensschritte zur Erzeugung jedes einzelnen
Schichtpakets:

a) auf dem Schichttrager (3,; 13;; 33;; 534;
83,; 113,) wird ganzflichig eine Photolack-
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schicht aufgebracht und mittels einer Belich-
tungsmaske fir das jeweilige Schichtpakete (1,,
2:;11,,12,:31,,32,;51,,52,,81,,82,;111,,
112,) belichtet;

b) nach dem Entwickeln der Photolackschicht
werden nacheinander die Schichten des Schicht-
pakets (1,,2,;11,,12,;31,,32,;51,,52,;81,,
82,;111,,112,) ganzflachig auf dem Schichttra-
ger (3,; 13,; 33,; 53,; 83,; 113,) aufgebracht;

c¢) die verbliebene Photolackschicht wird so-
dann mitsamt den darauf befindlichen Schichten
des Schichtpakets (1., 24; 114, 12,; 31,, 32,;
51,,52,; 814, 82,; 1114, 112,) entfernt.

25, Verfahren zur Herstellung des Aufzeich-
nungstragers nach Anspruch 21 durch sukzessive
Erzeugung der einzelnen Schichtpakete auf dem
Schichttrdger, gekennzeichnet durch folgende
Verfahrensschritte zur Erzeugung jedes einzeinen
Schichtpakets:

a) auf dem Schichttrager (32, 35;132; 332, 53.;
83.; 113.) werden ganzflachig die nicht struktur-
bildenden Schichten aller Schichtpakete (12, 15;
2., 25; 11,, 122; 315, 32;; b1, 52,; 81, 82,;
1112, 112,) nacheinander aufgebracht;

b) anschliessend wird auf dem Schichttrager
(32, 33; 135; 332; 532; 83,; 113,) ganzflachig
eine Photolackschicht aufgebracht und mittels ei-
ner Belichtungsmaske fir das jeweilige Schicht-
paket(13,135;22,25;11,,12,,312,325;51,,52,;
812, 82,;111,, 112,) belichtet;

¢) nach dem Entwickeln der Photolackschicht
werden nacheinander die strukturbildenden
Schichten des Schichtpakets (1, 13; 22, 25; 112,
12,; 315, 32,; 51,, 52,; 815, 82;5; 1115, 112,)
ganzflachig auf dem Schichttrager (32, 35; 13,;
33.;563;; 83,; 113.) aufgebracht;

d) die verbliebene Photolackschicht wird so-
dann mitsamt den darauf befindlichen strukturbil-
denden Schichten des Schichtpakets (12, 15; 22,
22,11,,12,;31,,32,;561,,52,;81,,82,; 111,
112.) entfernt.

26. Verfahren zur Herstellung des Aufzeich-
nungstragers nach Anspruch 21 durch sukzessive
Erzeugung der einzelnen Schichtpakete auf dem
Schichttrager, gekennzeichnet durch folgende
Verfahrensschritte zur Erzeugung jedes einzelnen
Schichtpakets:

a) auf dem Schichttrager (563, ) wird ganzflachig
eine Photolackschicht aufgebracht und mittels ei-
ner Belichtungsmaske fiir das jeweilige Schicht-
paket (513, 52;) belichtet;

b) nach dem Entwickeln der Photolackschicht
werden nacheinander die strukturbildenden
Schichten des Schichtpakets (515, 52;) ganzfla-
chig auf dem Schichttrager (53,) aufgebracht;

c) die verbliebene Photolackschicht wird so-
dann mitsamt den darauf befindlichen strukturbil -
denden Schichten des Schichtpakets (515, 523)
entfernt;

d) auf dem Schichttrdger (53;) werden an-
schliessend ganzflachig die nicht strukturbilden-
den Schichten der Schichtpakete (515, 523)
nacheinander aufgebracht.

27. Verfahren zur Herstellung des Aufzeich-
nungstragers nach Anspruch 21 durch sukzessive
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Erzeugung der einzelnen Schichtpakete auf dem
Schichttrager, gekennzeichnet durch folgende
Verfahrensschritte zur Erzeugung jedes einzelnen
Schichtpakets:

a) aufdem Schichttrager (563,) wird ganzflachig
eine erste Photolackschicht aufgebracht und mit-
tels einer Belichtungsmaske fiir das jeweilige
Schichtpaket (514, 524) belichtet;

b) nach dem Entwickein der Photolackschicht
wird der erste Teil der strukturbildenden Schichten
des Schichtpakets (514, 52, ) ganzflachig auf dem
Schichttrager (53.) aufgebracht;

c) die verbliebene Photolackschicht wird so-
dann mitsamt dem darauf befindlichen ersten Teil
der strukturbildenden Schichten des Schichtpa-
kets (61., 52.) entfernt;

d) auf dem Schichttrdger (53,) werden ganzfla-
chig die nicht strukturbildenden Schichten der
Schichtpakete (514, 52.) nacheinander aufge-
bracht;

e) auf dem Schichttrager (53.) wird anschlies-
send ganzflichig eine zweite Photolackschicht
aufgebracht und mittels der Belichtungsmaske fir
das jeweilige Schichtpaket (51,4, 52,) belichtet;

f) nach dem Entwickeln der Photolackschicht
wird der zweite Teil der strukturbildenden
Schichten des Schichtpakets (51,, 52,,) ganzfla-
chig auf dem Schichttrager (563,) aufgebracht;

g) die verbliebene Photolackschicht wird so-
dann mitsamt dem darauf befindlichen zweiten
Teil der strukturbildenden Schichten des Schicht-
pakets (514, 52.) entfernt.

28. Verfahren zur Herstellung des Aufzeich-
nungstrdgers nach Anspruch 21, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Schichtpakete (1,2;11,12; 31,
32; 561, 52; 81, 82; 111, 112) und/oder struktur-
bildenden Teile dieser Schichtpakete (1,2;11,12;
31,32;51,562;81,82; 111, 112) mittels nassche-
mischer oder physikalischer Abtragungsmethoden
nacheinander auf dem Schichttrager (3; 13; 33;
53; 83; 113) erzeugt werden.

Revendications

1. Support d’enregistrement a structure fine po-
lychrome (dessin), en particulier sous la forme
d’'une microcarte géographique, comprenant au
moins deux paquets de couches optiquement effi-
caces, structurantes, pour au moins deux teintes
différentes sur un seul support de couche, caracté-
risé par le fait que les paquets de couches (1, 2; 11,
12;31,32;51,52;81,82;111,112) sontcompo-
sés respectivement par au moins un filtre interfé-
rentiel ayant au moins une couche structurante
d’espacement et/ou par au moins un filtre de bor-
dure (réflecteur), et par le fait que les paquets de
couches (1,2;11,12; 31,32;51,52;81,82; 111,
112) et/ou des parties structurantes de ces pa-
quets de couches (1,2;11,12; 31,32, 51,52; 81,
82, 111, 112) sont appliqués sur le support de
couches (3,13, 33;53; 83; 113), successivement,
a4 savoir dans |'ordre des teintes chromatiques de la
structure fine, et de facon séparée localement les
uns des autres.



17

2. Supportd‘enregistrement selon {arevendica-
tion 1, caractérisé par le fait que le paquet de cou-
ches (81, 82) est constitué par au moins un filtre de
bordure (réflecteur).

3. Supportd’enregistrement selon la revendica-
tion 1, caractérisé par le fait que le paquet de cou-
ches (11, 12) est constitué par au moins un fiitre
interférentiel purement diélectrique.

4. Supportd’enregistrement selon larevendica-
tion 1, caractérisé par le fait que le paquet de cou-
ches (31, 32) est constitué par au moins un filtre
semi-transparent.

5. Supportd’enregistrement selon larevendica-
tion 1, caractérisé par le fait que le paquet de cou-
ches (51, 52) est constitué par au moins un filtre de
transmission induit.

6. Supportd’enregistrementselonlarevendica-
tion 1, caractérisé par le fait que le paquet de cou-
ches (1, 2) est constitué par au moins un filtre in-
terférentiel en métal diélectrique.

7. Support d’enregistrement selon I'une des re-
vendications 1 a 6, caractérisé par le fait que le
paguetde couches (111, 112) est contitué par une
combinaison de paquets individuels formant des
filtres différents, disposés en superposition.

8. Supportd’enregistrement selon larevendica-
tion 1, caractérisé par le fait que le paquet de cou-
ches (1, 2; 11, 12; 31, 32; 61, 52; 81, 82; 111,
112) est constitué par au moins une couche appli-
quée sur toute la surface dans la totalité de la zone
du support de couches (3;13; 33; 53;83;113) et
par au moins une couche structurée conformé-
ment & I'enregistrement.

9. Supportd’enregistrement selon larevendica-
tion 8, caractérisé par le fait que la partie non struc-
turante des paquets de couches (1, 2; 11, 12; 31,
32;51,52;81,82;111, 112) s'étendant sur toute
la surface sur le support des couches (1, 3, 13; 33;
53; 83; 113), est constituée par au moins un filtre
et/ou une partie d'un filtre.

10. Support d’enregistrement selon la revendi-
cation 6, caractérisé par le fait que le filtre interfé-
rentiel en métal diélectrique (1, 2) est constitué par
une couche interférentielle (5, 8) inorganique,
exempte d'absorption, qui est délimitée de chaque
cOté par au moins une couche réfléchissante inor-
ganique (4, 6,7, 9).

11. Support d’enregistrement selon la revendi-
cation 3, caractérisé par le fait que le filtre interfé-
rentiel purement diélectrique (11, 12) est consti-
tué par une couche interférentielle inorganique
exempte d’'absorption (17, 24) qui est limitée de
chaque c6té par au moins une couche exempte
d’absorption a indice de réfraction élevé (14, 16,
18, 20, 21, 23, 25, 27), une couche exempte d'ab-
sorption a indice de réfraction bas (15, 19, 22, 26)
se trouvant placée entre chaque fois deux couches
aindice de réfraction élevé (14,16, 18, 20, 21, 23,
25, 27).

12. Support d’enregistrement selon la revendi-
cation 4, caractérisé par le fait que le demi-filtre
(31, 32) est constitué par une couche interféren-
tielle (37, 42) inorganique exempte d’absorption,
qui est délimitée d'un c6té par au moins une cou-
che inorganique réfléchissante (38, 43) et de I'au-
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tre c6té par au moins une couche a indice de ré-
fraction élevé, exempte d'absorption (34, 36, 39,
41), une couched indice de réfraction bas exempte
d’absorption (35, 40) se trouvant placée entre
chaque fois deux couches & indice de réfraction
élevé (34, 36, 39, 41).

13. Support d’enregistrement selon la revendi-
cation 5, caractérisé par le fait que le filtre de trans-
mission induit (51, 52) est constitué par deux cou-
ches interférentielles inorganiques exemptes d'ab-
sorption (57, 59, 66, 68), entre lesquelles se trouve
au moins une couche réfléchissante inorganique
(58, 67) et qui est délimitée de 'autre coté, respec-
tivement, par au moins une couche exempte d’ab-
sorption & indice de réfraction élevé (54, 56, 60,
62, 63, 65, 71), une couche a indice de réfraction
bas exempte d'absorption (55, 61, 64, 70) se trou-
vant placée entre deux couches a indice de réfrac-
tion élevé (54, 56, 60, 62, 63, 65, 69, 71) respecti-
vement.

14. Support d'enregistrement selon la revendi-
cation 2, caractérisé par le fait que le filtre de bor-
dure (81, 82) est constitué par au moins une cou-
che exempte d'absorption & indice de réfraction
élevé (84, 86, 88, 89, 91, 93, 94, 96, 98, 99, 101,
103), une couche & indice de réfraction bas
exempte d’absorption (85, 87, 90, 92, 85,97, 100,
102) se trouvant placée entre deux couches a in-
dice de réfraction élevée (84, 86, 88, 89, 91, 93,
94, 96, 98, 99, 101, 103) respectivement.

15. Support d’'enregistrement selon la revendi-
cation 2, caractérisé par le fait que les épaisseurs de
couche optique des différentes couches du filtre
de bordure (81, 82) sont différentes du nombre
A/4 (A = plus grande longueur d'onde de la plus
faible transmission d’un filtre de bordure).

16. Support d’enregistrement selon la revendi-
cation 15, caractérisé par le fait que les épaisseurs
de couche optiques des différentes couches des
filtres de bordure (81, 82) sont différentes de la
valeur A/4 d’environ +10%.

17. Support d’enregistrement selon les revendi-
cations 10, 12 et 13, caractérisé par le fait que les
couches réfléchissantes inorganiques (4, 6, 7, 9;
38, 43; 58, 67; 119, 121, 129, 131) sont consti-
tuées de Ag, Cr, Au, Al, ou d’une combinaison de
ces matériaux.

18. Support d’enregistrement selon l'une des
revendications 10 & 13, caractérisé par le fait que
les couches interférentielles (5, 8; 17, 24; 37, 42;
57, 59, 66, 68; 120, 130) sont constituées de
MgF., SiO,, Al,O3, Fe,O5; ou de mélanges de ces
matériaux.

19. Support d’enregistrement selon F'une des
revendications 11 & 14, caractérisé par le fait que
les couches a indice de réfraction élevé (14,16,18,
20, 21, 23, 25, 27, 34, 36, 39, 41; b4, 56, 60, 62,
63, 65, 69, 71; 84, 86, 88, 89, 91, 93, 94, 96, 99,
101,103;114,116,118,122,124, 126, 128) sont
constituées de TiO,, ZrO,, HfO,, Nd,O; ou de
mélanges de ces matériaux, et les couches a bas
indice de réfraction (15, 19, 22, 26; 35, 40; 55, 61,
64,70; 85, 87, 90, 92, 95, 97,100,102; 115, 117,
123, 125, 127) sont constituées de MgF., SiO,
Al O3, Feo0; ou de mélanges de ces matériaux.
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20. Support d’enregistrement selon la revendi-
cation 1, caractérisé par le fait que le support de
couches (3; 13; 33; 53; 83; 113) est constitué en
une matiére transparente ou en une matiére non
transparente a surface réfléchissante.

21. Procédé pour la fabrication du support
d’enregistrement selon la revendication 1, caracté-
risé par le fait que les paquets de couches (1, 2; 11,
12,31,32;51,52;81,82; 111, 112) et/ou parties
structurantes de ces paquets de couches (1, 2; 11,
12:31,32;51,52;81,82;111,112) sont produits
par voie photolithographique successivement sur
le support de couches (3; 13; 33; 53; 83; 113).

22. Procédé pour la fabrication du support
d’enregistrement conforme a la revendication 1,
caractérisé par le fait que les paquets de couches
(1, 2,11, 12; 31, 32; 51, 52; 81, 83; 111, 112)
et/ou parties structurantes de ces paquets de cou-
ches (1, 2; 11, 12; 31, 32; 51, 52; 81, 82; 111,
112) sont produits respectivement, au moyen d'un
masque de vaporisation, successivement sur le
support de couches (3; 13; 33; 53; 83; 113).

23. Procédé pour la fabrication du support
d’enregistrementselon larevendication 1, caracté-
tisé par le fait que les paquets de couches (1, 2; 11,
12;31,32;51,52;81,82;111, 112) et/ou parties
structurantes de ces paquets de couches (1, 2; 11,
12;31,32;51,52;81,82;111,112) sont produits
au moyen d’'un rayon de particules commandé,
successivement sur le support de couches (3; 13;
33;53; 83; 113).

24. Procédé pour la fabrication du support
d’'enregistrement selon la revendication 21, par
production successive des différents paquets de
couches sur le support de couches, caractérisé par
le fait qu’il comprend les opérations suivantes pour
la production de chaque paquet de couches:

a) sur la surface totale du support de couches
(34;13,,33,,53,;113,) on applique une couche
de vernis photosensible et on expose a la lumiére
a travers un masque d’exposition congu pour le
paquet de couches respectif (1,, 2,; 11,4, 12,;
31,,32,;51,,52,;81,,82,;111,,112,);

b) aprés le développement de ia couche de ver-
nis photosensible on applique successivement les
couches du paquet de couches (14,24;11,,12,;
31,,32,;51,,562,,81,,82,:111,,112,)surl'en-
semble de la surface du support de couches (3,;
13,4,334: 53,4, 83,;113,);

c) lacouche de vernis photosensible restante est
alors éliminée en méme temps gque les couches qui
s'y trouvent du paquet de couches (1,, 2,; 11,,
12,;31,,32,,;51,,52,;81,,82,:111,,112,).

25. Procédé pour la fabrication du support
d’'enregistrement selon la revendication 21 par
production successive des différents paguets de
couches sur le support de couches, caractérisé par
les opérations suivantes pour la production de
chaque paquet de couches:

a) sur le support de couches (3, 35; 135; 33;;
b3,; 832; 113.) on applique successivement, sur
I'ensemble de la surface, les couches non structu-
rantes de tous les paquets de couches (12, 13; 22,
25; 112,125 315, 32;; 51,, 52,; 81,,82,; 111,
112;);
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b) on applique ensuite sur toute la surface du
support de couches (32, 35; 132; 33.; 53.; 83.;
113.) une couche de vernis photosensible et on
I'expose a la lumiére a travers un masque d’exposi-
tion destiné aux paquets de couches respectifs
(12,13;22,24: 115,125, 315, 32;; 515, 52,; 81,
82.; 1115, 112,);

c) aprés le développement de la couche de ver-
nis photosensible on applique, successivement,
sur toute la surface du support de couches (3. 35
132;332;532;832; 113.,) les couches structuran-
tesdu paquetde couches (12,135;225,25;112,125;
31., 32;; 51, 52,; 81, 82.; 1115, 1122);

d) lacouche de vernis photosensible restante est
ensuite éliminée en méme temps que les couches
structurantes qui s’y trouvent du paquet de cou-
ches (12,13; 22, 25;115,12,;31,,32;;51,,52,;
81,,82,; 1112, 112,).

26. Procédé pour la fabrication du support
d’enregistrement selon la revendication ‘21, par
production successive des différents paquets de
couches sur le support de couches, caractérisé par
les opérations suivantes pour la production de
chaque paquet de couches:

a) sur le support de couches (533) on applique
sur I'ensemble de la surface une couche de vernis
photosensible et on I'expose a la lumiére a travers
un masque destiné au paquet de couches respectif
(513, 525);

b) aprés le développement de {a couche de ver-
nis photosensible on appligue successivement les
couches structurantes du paguet de couches (515,
52,) sur toute la surface du support de couches
(63s);

c) lacouche de vernis photosensible restante est
ensuite éliminée en méme temps que les couches
structurantes qui s’y trouvent du paquet de cou-
ches (5615, 523);

d) sur le support de couche (5635) on applique
ensuite sur I'ensemble de la surface les couches
non structurantes des paquets de couches (515,
525).

27. Procédé pour la fabrication du support
d’enregistrement selon la revendication 21 par
production successive des différents paquets de
couches sur le support de couches, caractérisé par
les opérations suivantes pour la production de
chaque paquet de couches:

a) sur le support de couches (53,) on applique
sur 'ensemble de la surface une premiére couche
de vernis photosensible et on I'expose a la lumiére
a travers un masque destiné au paquet de couches
respectif (514, 52,);

b) aprés e développement de la couche de ver-
nis photosensible on applique la premiére partie
des couches structurantes du paquet de couches
(514, 52,) sur toute la surface du support de cou-
ches (53,);

c) la couche delaque photosensible restante est
ensuite éliminée en méme temps que la premiére
partie qui sy trouve des couches structurantes du
paquet de couches (514, 52,);

d) sur le support de couches (53,) on applique,
sur I'ensemble de la surface, les couches non
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structurantes des paquets de couches (51,4, 52,)
successivement;

e) sur le support de couches (563,) on applique
ensuite sur I'ensemble de la surface une deuxiéme
couche de vernis photosensible et on I'expose a la
lumiére a travers un masque destiné au paquet de
couches respectif (61,, 524);

f) aprés le développement de la couche de vernis
photosensible on applique la deuxiéme partie des
couches structurantes du paquet de couches (51,
52.) sur toute la surface du support de couches
(53.):

g) on élimine ensuite la couche de vernis photo-
sensible restante en méme temps que la deuxiéme
partie des couches structurantes qui s’y trouvent
du paquet de couches (51,4, 52,).

28. Procédé pour la fabrication du support
d’enregistrement selon la revendication 21, carac-
térisé par le fait que les paquets de couches (1, 2;
11, 12; 31, 32; 51, 62; 81, 82; 111, 112) et/ou
parties structurantes de ces paquets de couches
(1,2;11,12;31,32;51,52;81,82;111,112) sont
produits au moyen de procédés d’attaque physi-
ques ou chimiques par voie humide successive-
ment, sur le supportde couches (3;13; 33; 53; 83;
113).

Claims

1. Recording medium having a polychromatic
microstructure (pattern) particularly in the form of
a micromap, comprising at least two optically
effective, structure-forming layered stacks for at
least two different hues on a layer base, charac-
terised in that the layered stacks (1, 2;11,12; 31,
32;51,52;81,82;111, 112) consist in each case
of at least one interference filter having at least ong
structure-forming spacing layer and/or of at least
one cut-off filter (reflector) and that the layered
stacks (1, 2;11,12; 31, 32; 51, 52; 81, 82; 111,
112) and/or structure-forming parts of these lay-
ered stacks (1, 2; 11, 12; 31, 32; 51, 52, 81, 82;
111, 112) are successively and in the sequence of
the hues of the microstructure applied locally
separated from each other to the layer base (3;13;
33;53;83;113).

2. Recording medium according to Claim 1,
characterised in that the layered stack (81, 82) is
formed by at least one cut-off filter (reflector).

3. Recording medium according to Claim 1,
characterised in that the layered stack (11, 12) is
formed by at least one purely dielectric inter-
ference filter.

4. Recording medium according to Claim 1,
characterised in that the layered stack (31, 32} is
formed by at least one half-filter.

5. Recording medium according to Claim 1,
characterised in that the layered stack (51, 52) is
formed by at least one induced transmission filter.

6. Recording medium according to Claim 1,
characterised in that the layered stack (1, 2) is
formed by at least one metal-dielectric interference
filter.

7. Recording medium to Claims 1-6, charac-
terised in that the layered stack (111, 112) consists
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of a combination of single stacks in the form of
different filters arranged above each other.

8. Recording medium according to Claim 1,
characterised in that the layered stack (1,2;11,12;
31, 32; 51, 52; 81, 82; 111, 112) consists of at
least one layer which is applied over the entire are
in the total area of the layer base (3,13, 33,53, 83;
113) and of at least one layer which is structured
in accordance with the recording.

9. Recording medium according to Claim 8,
characterised in that the part, which extend over
the entire area of the layer base (3;13; 33; 53; 83;
113) and is not structure-forming, of the layered
stacks (1, 2; 11, 12; 31, 32; 51, 52; 81, 82; 111,
112) consists of at least one filter and/or of a part
of one filter.

10. Recording medium according to Claim 6,
characterised in that the metal-dielectric inter-
ference filter (1, 2) consists of an anorganic ab-
sorption-free interference layer (5, 8) which is
bounded on each side by at least one inorganic
reflecting layer (4, 6, 7, 9).

11. Recording medium according to Claim 3,
characterised in that the purely dielectric inter-
ference filter (11, 12) consists of an inorganic ab-
sorption-free interference layer (17, 24) which is
bounded on each side by at least one high-refrac-
tion absorption-free layer (14, 16, 18, 20, 21, 23,
25, 27), a low-refraction absorptionfree layer (15,
19, 22, 26) being located between each two high-
refraction layers (14, 16, 18, 20, 21, 23, 25, 27).

12. Recording medium according to Claim 4,
characterised in that the half-filter (31, 32) con-
sists of an inorganic absorption-free interference
layer (37, 42) which is bounded on one side by at
least one inorganic reflecting layer (38, 43) and on
the other side by at least one high-refraction ab-
sorption-free layer (34, 36, 39, 41), a low-refrac-
tion absorption-free layer (35, 40) being located
between each two high-refraction layers (34, 36,
39, 41).

13. Recording medium according to Claim 5,
characterised in that the induced transmission fil-
ter (51, 52) consists of two inorganic absorption-
free interference layers (57, 59, 66, 68) between
which at least one inorganic reflecting layer (58,
67) is located and which is in each case bounded
on the other side by at least one high-refraction
absorption-free layer (54, 56, 60, 62, 63, 65, 69,
71), a low-refraction absorption-free layer (55,
61, 64, 70) being located between each two high-
refraction layers (54, 56, 60, 62, 63, 65, 69, 71).

14. Recording medium according to Claim 2,
characterised in that the cut-off filter (81, 82)
consists of at least one high-refraction absorption-
free layer (84, 86, 88, 89, 91, 93, 94, 96, 98, 99,
101, 103), a low-refraction absorption-free layer
(85, 87, 90, 92, 95, 97, 100, 102) being located
between each two high-refraction layers (84, 86,
88, 89, 91, 93, 94, 96, 98, 99, 101, 103).

15. Recording medium according to Claim 2,
characterised in that the optical thicknesses of the
individual layers of the cut-off filters (81, 82) differ
from the value of A/4 (A = longest wavelength of
the least transmission of a cut-off filter).
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16. Recording medium according to Claim 15,
characterised in that the optical thicknesses of the
individual layers of the cut-off filters (81, 82) differ
from the value of A/4 approximately within a range
of +10%.

17. Recording medium according to Claims 10,
12 and 13, characterised in that the inorganic re-
flecting layers (4, 6,7, 9; 38,43;58,67; 119,121,
129,131) consist of Ag, Cr, Au, Al or of a combina-
tion of these materials.

18. Recording medium according to Claims 10-
13 characterised in that the interference layers (5,
8;17,24;37,42; 57,59, 66,68; 120, 130) consist
of MgF,, SiO., Al,O;, Fe.05; or of mixtures of
these materials.

19. Recording medium according to Claims 11-
14, characterised in that the high-refraction layers
(14,16, 18, 20, 21, 23, 25, 27; 34, 36, 39, 41, 54,
56, 60, 62, 63, 65, 69, 71, 84, 86, 88, 89, 91, 93,
94,96,98,99,101,103; 114,116,118, 122,124,
126, 128) consist of TiO, ZrO,, HfO,, Nd;O; or
of mixtures of these materials and the low-refrac-
tion layers (15,19, 22, 26; 35, 40; 55, 61, 64, 70;
85, 87, 90, 92, 95, 97, 100, 102; 115, 117, 123,
125, 127) consist of MgF,, SiO., Al.0O3, Fe,O; or
of mixtures of these materials.

20. Recording medium according to Claim 1,
characterised in that the layer base (3; 13; 33; 53;
83; 113) consists of a transparent material or of an
opaque material having a reflecting surface.

21. Method for producing the recording
medium according to Claim 1, characterised in that
the layered stacks (1,2;11,12;31, 32;51,52; 81,
82; 111, 112) and/or structure-forming parts of
these layered stacks (1, 2; 11, 12; 31, 32; 61, 52;
81, 82; 111, 112) are generated successively by
photo-lithographic means on the layer base (3;
13; 33, 53; 83; 113).

22. Method for producing the recording
medium according to Claim 1, characterised in that
the layered stacks (1,2;11,12;31, 32,51, 52; 81,
82; 111, 112) and/or structure-forming parts of
these layered stacks (1, 2; 11, 12; 31, 32; 51, 52;
81, 82; 111, 112) are successively generated on
the layer base (3; 13; 33; 63; 83; 113) by means
of one vapour-deposition mask in each case.

23. Method for producing the recording
medium according to Claim 1, characterised in that
the layered stacks (1,2;11,12;31, 32; 51, 62, 81,
82; 111, 112) and/or structure-forming parts of
these layered stacks (1, 2; 11, 12; 31, 32; 51, 52;
81, 82; 111, 112) are successively generated on
the layer base (3; 13; 33; 53; 83; 113) by means
of a controlled particle beam.

24. Method for producing the recording
medium according to Claim 21, by successively
generating the individual layered stacks on the
layer base, characterised by the following method
steps for generating each individual layered stack:

(a) a layer of photosensitive resist is applied over
the entire area of the layer base (3,;13,; 334, 53,;
83,;113,) and exposed by means of an exposure
mask for the respective layered stack (1,,2,;11,,
12,; 31,, 32,; 51,, 62,; 81,, 82,; 111,, 112,);
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(b) after the photosensitive resist layer has been
developed, the layers of the layered stack (1,, 2,;
11, 12,; 31,, 32,; b61,, 52,; 81,, 82,; 111,,
112,) are successively applied to the entire area of
the layer base (3,; 13,; 33,; 53,;83,;113,);

(c) the remaining layer of photosensitive resist is
then removed, together with the layers of the lay-
ered stacks (1,4, 2,;11,,12,; 31,4, 32,; 51,, 515;
81,,82,;111,,112,) located on it.

25. Method for producing the recording
medium according to Claim 21 by successively
generating the individual layered stacks on the lay-
er base, characterised by the following method
steps for generating each individual layered stack:

(a) the non-structure-forming layers of all lay-
ered stacks (15, 13 22, 23; 112, 122; 312, 32,;
515, 52,; 81., 82,; 111,, 112,) are successively
applied to the entire area of the layer base (3., 34;
132; 332, 53,; 83,; 1132);

(b) following this, a layer of photosensitive
resist is applied to the entire area of the layer base
(32,35;1325;332;532;832;113,) andexposed by
means of an exposure mask for the respective layer
stack (12, 13;22,25;115,122;31,,32,;51,,52,;
81,,82,; 111, 112,);

(c) after the layer of photosensitive resist has
been developed, the structure-forming layers of
the layered stacks (1., 15; 22, 25; 112, 125; 312,
32,:51,,52,:81,, 82,; 1115, 112;,) are applied
over the entire area of the layer base (35, 35; 135;
33,;53,; 83;; 113.);

(d) the remaining layer of photosensitive resist
is then removed, together with the structure-form-
ing layers of the layered stack (12, 13; 25, 25; 112,
122; 315, 32,; 51,, 525; 815, 82,; 1114, 112,)
located on it,

26. Method for producing the recording
medium according to Claim 21 by successively
generating the individual layered stacks on the lay-
er base, characterised by the following method
steps for generating each individual layered stack:

(a) a layer of photosensitive resist is applied to
the entire area of the layer base (53;) and exposed
by means of an exposure mask for the respective
layered stack (515, 52,);

(b) after the layer of photosensitive resist has
been developed, the structure-forming layers of
the layered stack (515, 525) are successively ap-
plied to the entire area of the layer base (53;);

(¢) theremaining layer of photosensitive resist is
then removed, together with the structure-forming
layers of the layered stack (515, 525) located on it;

(d) the non-structuring-forming layers of the
layered stacks (513, 523) are then successively ap-
plied to the entire area of the layer base (53;).

27. Method for producing the recording
medium according to Claim 21 by successively
generating the individual layered stacks on the lay-
er base, characterised by the following method
steps for generating each individual layered stack;

(a) afirst layer of photosensitive resist is applied
to the entire area of the layer base (53,) and ex-
posed by means of an exposure mask for the res-
pective layered stack (51,, 52,);
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(b) after the layer of photosensitive resist has
been developed, the first part of the structure-
forming layers of the layered stack (51,4, 52,) is
applied to the entire area of the layer base (53.,);

(¢) the remaining layer of photosensitive resist is
then removed, together with the first part of the
structure-forming layers of the layered stack (51,
52,) located on it;

(d) the non-structure-forming layers of the lay-
ered stacks (51, 52,) are then successively ap-
plied to the entire area of the layer base (53,);

(e) asecond layer of photosensitive resist is then
applied to the entire area of the layer base (53,)
and exposed by means of the exposure mask for
the respective layered stack (51,4, 52,);
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(f) after the layer of photosensitive resist has
been developed, the second part of the structure-
forming layers of the layered stack (b1., 524) is
applied to the entire area of the layer base (53,);

(g) the remaining layer of photosensitive resist
is then removed, together with the second part of
the structure-forming layers of the layer stack
(51,4, 52,) located on it.

28. Method for producing the recording
medium according to Claim 21, characterised in
thatthe layered stacks (1,2;11,12;31,32;51,52;
81, 82; 111, 112) and/or structure-forming parts
ofthese layeredstacks (1,2;11,12;31,32;51,52;
81, 82; 111, 112) are successively generated on
the layer base (3; 13; 33; 53; 83; 113) by means
of wet-chemical or physical erosion methods.
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